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内容概要

本书系统阐述了薄膜材料与薄膜技术的基本原理和基本知识，重点介绍了薄膜材料的真空制备技术、
薄膜的化学制备和物理气相沉积方法、薄膜的形成和生长原理、薄膜的表征，对目前广泛研究和应用
的几种主要薄膜材料进行了介绍、评述和展望。
    本书技术先进，内容实用，适合于从事材料研究的科研、技术人员阅读参考，同时也可作为高校材
料专业教材使用。
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